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１．概要（Summary） 

 インプリント法を用いた大面積微細パタン転写技

術のさらなる改善を図るために引き続き関連するプ

ロセスの検討を行った。今季は特に石英モールドから

の PDMS モールド複製技術を確立し、作製した

PDMS モールドを用いて UV インプリントによるレ

ジストパタンの形成、及びレジストをマスクにしたド

ライエッチングによる Si基板への転写まで実施した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

・ナノインプリント装置、エキシマクリーナー 

・化合物ドライエッチング装置 

・シリコン深掘エッチング装置 

 

【実験方法】 

 UVインプリントによるパタン転写の際はあらかじ

めエキシマ照射装置を用いて石英モールドを洗浄し

た後、SAMLAY-Aを用いて離型処理した。UV硬化型

PDMSを用いると、すでに確立されているUVインプ

リント技術によりPDMSモールドが複製できる。この

PDMSモールドを用い、UVインプリントによりドラ

イエッチング用レジストへのパタン転写も行った。さ

らにこのレジストパタンをマスクにして、Deep-RIE、

及びICP-RIEなどのドライエッチングにより、Siへの

パタン転写を行った。各種パタンはSEMで観察した。 

 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

 UV-PDMS (UV硬化型 PDMS)を用いることにより

UV インプリント技術を利用して石英モールド(原版)

から PDMS への再現性ある転写技術を確立できた。

この複製 PDMSをモールドとして用い、UVレジスト

ヘのパタン転写を離型処理なしで実現した。Fig.1 に

は石英原版(A)から Si 基板(D)へパタン転写されるま

での一連のインプリントプロセスの SEM 観察結果を

示した。結果として PDMS の特徴を活かした再現性

のある低コストなパタン転写技術ができた。次年度以

降はさらなる技術の改善と普及を図る予定である。 

 

Fig. 1 SEM pictures of Quartz mold (A), PDMS 

mold (B), UV-resist pattern (C), and Si-pattern (D) 

with high aspect ratio fabricated by deep-RIE. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

特になし 
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